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(54) 금속막 증착을 위한 스퍼터와 스퍼터를 이용한 액정 표시장치의 제조법

(57) 요약

본 발명은 블랙매트릭스 증착을 위한 스퍼터의 실드마스크 구조에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 글라스 상에 증착되는

블랙매트릭스의 증착범위를 확대하여 글라스의 이용 효율을 높일 수 있도록 하는 실드마스크 구조에 관한 것이다.
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이를 위해, 글라스 상에 블랙매트릭스를 증착하기 위한 스퍼터 챔버내에 구성되고 이온이 유동되는 마스킹홀을 가진 실드

마스크에 있어서, 상기 실드마스크가 형성하는 마스킹 홀의 면적이 상기 글라스의 면적보다 적어도 동일하거나 큰 것을 특

징으로 하는 블랙매트릭스 증착을 위한 스퍼터의 실드마스크 구조를 제안한다.

대표도

도 5

특허청구의 범위

청구항 1.

글라스 상에 블랙 매트릭스를 형성하기 위한 스퍼터 챔버 내에 구성되고 이온이 유동되는 마스킹 홀을 가진 실드 마스크에

있어서,

상기 실드 마스크의 상기 마스킹 홀과 상기 글라스의 전체 면적이 중첩되면서, 상기 마스킹 홀의 면적이 상기 글라스의 면

적보다 동일하거나 큰 것을 특징으로 하는 블랙매트릭스 형성을 위한 스퍼터의 실드 마스크.

청구항 2.

챔버와;

상기 챔버 내부에 배치되며 글라스를 안착하기 위한 서셉터와;

상기 서셉터의 하부에 배치되어 상기 서셉터의 높이를 조절할 수 있는 평반과;

상기 서셉터 상부에 위치하는 타겟과;

상기 타겟의 상부에 위치하는 마그네틱과;

상기 서셉터와 상기 타겟 사이에 위치하며, 상기 서셉터에 안착되는 상기 글라스의 전체 면적과 중첩되면서, 상기 글라스

의 면적보다 동일하거나 큰 마스킹 홀을 갖는 실드 마스크;

를 포함하는 스퍼터.

청구항 3.

청구항 제 2 항에 있어서,

상기 타겟은 Al, AlNd, Cr, Cu, CrO2, MO, W, Ti, ITO, IZO 중 하나인 것을 특징으로 하는 스퍼터

청구항 4.

제 1 기판 상부에 서로 교차하는 게이트 배선 및 데이터 배선을 형성하는 단계와;

상기 게이트 배선 및 상기 데이터 배선에 연결되는 스위칭 소자를 형성하는 단계와;
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상기 스위칭 소자에 연결되는 화소 전극을 형성하는 단계와;

제 2 기판 상부에 위치하며, 상기 제 2 기판의 전체 면적과 중첩되면서, 상기 제 2 기판의 면적과 동일하거나 상기 제 2 기

판의 면적보다 큰 마스킹 홀을 갖는 실드 마스크를 포함하는 스퍼터를 이용하여 블랙 매트릭스를 형성하는 단계와;

상기 블랙 매트릭스 상부에 컬러 필터를 형성하는 단계와;

상기 컬러 필터 상부에 공통 전극을 형성하는 단계와;

상기 화소 전극과 상기 공통 전극이 대향되도록 상기 제 1 기판 및 상기 제 2 기판을 합착하는 단계와;

상기 제 1 기판 및 상기 제 2 기판 사이에 액정을 주입하는 단계;

를 포함하는 액정 표시 장치의 제조 방법.

청구항 5.

청구항 제 4 항에 있어서,

상기 게이트 배선 및 상기 데이터 배선은 상기 제 1 기판의 전체 면적과 중첩되면서, 상기 제 1 기판의 면적과 동일하거나

상기 제 1 기판의 면적보다 큰 마스킹 홀을 갖는 실드 마스크를 포함하는 스퍼터를 이용하여 형성되는 것을 특징으로 하는

액정 표시 장치의 제조 방법.

청구항 6.

청구항 제 5 항에 있어서,

상기 화소 전극은 상기 제 1 기판의 전체 면적과 중첩되면서, 상기 제 1 기판의 면적과 동일하거나 상기 제 1 기판의 면적

보다 큰 마스킹 홀을 갖는 실드 마스크를 포함하는 스퍼터를 이용하여 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 제

조 방법.

청구항 7.

청구항 제 6 항에 있어서,

상기 공통 전극은 상기 제 2 기판의 전체 면적과 중첩되면서, 상기 제 2 기판의 면적과 동일하거나 상기 제 2 기판의 면적

보다 큰 마스킹 홀을 갖는 실드 마스크를 포함하는 스퍼터를 이용하여 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치의 제

조 방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 액정 표시 장치의 금속막 증착을 위한 스퍼터와 그 스퍼터를

이용한 액정 표시 장치의 제조 방법에 관한 것이다.
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근대까지 브라운관(cathode-ray tube ; CRT)이 표시장치의 주류를 이루고 발전을 거듭해 오고 있으며, 최근 들어 소형

화, 경량화, 저소비전력화 등의 시대상에 부응하기 위해 평판 표시소자(Flat Panel Display)의 필요성이 대두되었다. 이에

따라, 색 재현성이 우수하고 박형인 박막 트랜지스터 액정 표시 장치(Thin film transistor-liquid crystal display device;

이하 TFT-LCD라 한다)가 개발되었고 또한, 상기 액정 표시 장치의 크기가 점차적으로 대면적화 되어가고 있는 추세이

다.

여기서, 액정 표시 장치의 구성을 개략적으로 살펴본다.

도 1은 액정 표시 장치를 도시한 분해 사시도이다.

도 1에 도시한 바와 같이, 액정 표시 장치(11)는 블랙 매트릭스(6)를 포함하는 컬러 필터(7)와 컬러 필터 상에 투명한 공통

전극(18)이 형성된 상부 기판(5)과, 화소 영역(P)에 형성된 화소 전극(17)과 스위칭 소자(T)를 포함한 하부 기판(22)으로

구성되며, 상부 기판(5)과 하부 기판(22) 사이에는 액정층(14)이 삽입되어 있다.

하부 기판(22)은 어레이 기판이라고도 하며, 스위칭 소자인 박막 트랜지스터(T)가 매트릭스 형태(matrix type)로 위치하

고, 이러한 다수의 박막 트랜지스터를 교차하여 지나가는 게이트 배선(13)과 데이터 배선(15)이 형성된다.

이때, 화소(P)영역은 게이트 배선(13)과 데이터 배선(15)이 교차하여 정의되는 영역이다.

이러한 상, 하부 기판(5, 22)과 그 사이에 삽입된 액정층(14)으로 이루어지는 부분을 간단히 액정 셀 또는 액정 패널이라고

부르기도 한다.

이러한 액정 표시 장치의 스위칭 소자인 박막 트랜지스터(T)는 주로 비정질 실리콘을 이용하여 형성되는데, 이를 도면을

참조하여 설명하기로 한다.

도 2는 액정 표시 장치를 도시한 개략적인 단면도이다.

도 2에 도시한 바와 같이, 투명한 제 1 및 제 2 기판(22, 5)이 일정간격 이격되어 마주대하고 있다. 하부의 제 1 기판(22)

위에는 금속과 같은 도전 물질로 이루어진 게이트 전극(32)이 형성되어 있고, 그 위에 실리콘 질화막(SiNx)이나 실리콘 산

화막(SiO2)으로 이루어진 게이트 절연막(34)이 게이트 전극(32)을 덮고 있다. 게이트 전극(32) 상부의 게이트 절연막(34)

위에는 비정질 실리콘으로 이루어진 액티브층(36)이 형성되어 있으며, 그 위에 불순물이 도핑된 비정질 실리콘으로 이루

어진 오믹 콘택층(38)이 형성되어 있다.

오믹 콘택층(38) 상부에는 금속과 같은 도전 물질로 이루어진 소스 및 드레인 전극(42, 44)이 형성되어 있는데, 소스 및 드

레인 전극(42, 44)은 게이트 전극(32)과 함께 박막 트랜지스터(T)를 이룬다.

이어, 소스 및 드레인 전극(42, 44) 위에는 실리콘 질화막이나 실리콘 산화막 또는 유기 절연막으로 이루어진 보호막(46)

이 형성되어 있으며, 보호막(46)은 드레인 전극(44)을 드러내는 콘택홀(46a)을 가진다.

보호막(46) 상부의 화소 영역에는 투명 도전 물질로 이루어진 화소 전극(17)이 형성되어 있고, 화소 전극(17)은 콘택홀

(46a)을 통해 드레인 전극(44)과 연결되어 있다.

한편, 제 2 기판(5)의 안쪽 면에는 블랙 매트릭스(6)가 형성되어 있는데, 블랙 매트릭스(6)는 화소 전극(17)의 가장자리를

덮고 있어, 화소 전극(17) 이외의 부분에서 빛이 새는 것을 방지한다. 또한, 블랙 매트릭스(6)는 박막 트랜지스터(T)와 대

응하는 위치에도 형성되어 있어, 빛이 박막 트랜지스터(T)의 채널로 들어가는 것을 차단하여 광전류(photo current)의 생

성을 방지한다. 블랙 매트릭스(5) 상부에는 서로 다른 색을 구현하는 컬러 필터(7a, 7b)가 형성되어 있는데, 컬러 필터(7a,

7b)는 적, 녹, 청의 색이 순차적으로 반복되어 있으며, 하나의 색이 하나의 화소 전극(17)과 대응한다. 컬러 필터(7a, 7b)

상부에는 투명한 도전 물질로 이루어진 공통 전극(18)이 형성되어 있다.

다음, 화소 전극(17)과 공통 전극(18) 사이에는 액정층(14)이 위치한다.
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이러한 액정 표시 장치에서, 제 1 기판(22)의 게이트 전극(32), 소스 및 드레인 전극(42, 44), 화소 전극(17)과 제 2 기판

(5)의 블랙 매트릭스(6)는 주로 금속 물질로 이루어지는데, 일반적으로 금속 물질로 이루어진 박막은 스퍼터(sputter)를

이용한 물리 기상 증착법(Physical vapor deposition method ; PVD method)을 이용하여 형성한다.

그 중에서 블랙 매트릭스를 예로 들어, 그 제조 방법을 상세히 설명하기로 한다.

액정 표시 장치의 상부기판에 형성되어 있는 서브픽셀(sub-pixel) 영역들은 블랙 매트릭스에 의하여 분리되는데, 광 차단

막이라 불리는 블랙 매트릭스는 R(적색), G(녹색), 및 B(청색)간의 색 혼합을 방지하고 콘트라스트(contrast)를 향상시키

며 전자가 다른 서브-픽셀을 발광시키는 것을 방지함과 동시에, 외부로부터 입사되는 광의 반사를 최소화시켜, 고해상도

및 선명한 화질을 가지는 화상을 표시할 수 있다. 또한, 블랙 매트릭스는 백라이트로부터 방출된 빛을 화소 부위별로 차폐

시켜 각 화소의 색상을 선명하게 하는 기능을 하기도 한다.

이러한 블랙 매트릭스는 일반적으로 포토리쏘그라피(photolithography) 공정을 사용하여 크롬(chromium)과 같은 금속막

을 패터닝함으로써 형성하거나, 도전성 흑연 또는 반사율이 적은 유기 고분자 수지를 사용하여 형성할 수도 있다.

블랙 매트릭스를 도전성 금속 물질로 형성한 경우, 블랙 매트릭스에 입사된 전자에 의하여 형성되는 과잉 전하를 상부 기

판으로부터 용이하게 제거할 수 있으나 높은 반사율(reflectance)을 가지므로, 금속막 위에 금속 산화막을 형성하여 사용

하기도 한다.

그 예로 크롬 및 크롬산화물을 들 수 있는데, 크롬 및 크롬산화물로 이루어진 블랙 매트릭스를 형성하기 위해서는, 먼저 크

롬 및 크롬산화물을 스퍼터(Sputter)를 이용해 유리 기판 위에 도포하여 박막을 형성한 후, 형성된 크롬 및 크롬산화물 박

막 위에 포토레지스트(PR) 막을 형성한다.

다음으로, 포토레지스트(PR) 막을 소정 패턴으로 노광하고 현상한 다음, 노출된 크롬 및 크롬산화물 박막을 에칭하고, 세

정한 다음, 남은 포토레지스트를 제거하여 블랙매트릭스 패턴을 완성한다. 상기 에칭 공정에 사용되는 식각액(etchant)으

로는 일반적으로 4% 질산용액에 약 10중량%의 Ce(NH3)2(NO3 )6를 용해시켜 사용하고, 세정액으로는 상온의 물을 사용

한다.

상기와 같이 진행되는 금속성 블랙 매트릭스 형성 공정에서 사용되는 스퍼터의 간략 구조도를 도 3에 도시하였다.

스퍼터란, 스퍼터링(Sputtering) 현상을 이용한 박막증착장치로서, 챔버 내에서 가속된 가스 이온(예를 들어 아르곤(Ar+)

)이 음전압을 가지는 타겟(Target)에 충돌시키고 상기 충돌에 의해 방출된 타겟의 이온을 원하는 기판에 증착되도록 하는

원리를 이용한 장치이다.

도 3을 살펴보면, 블랙매트릭스 물질이 증착되는 글라스(110)를 안착하기 위한 서셉터(120)와, 증착 공정시 상기 타겟

(140)과의 간격을 조절하기 위한 평반(130)(Platen)이 있고, 상기 글라스(110) 상부에는 타겟(140)이 위치하며, 상기 타

겟(140)의 상부에는 자기장을 형성하여 플라즈마의 밀도를 증가시키기 위한 마그네틱(150)이 위치한다.

상기와 같은 구조의 스퍼터(100)에서 상기 서셉터(120)에 안착된 컬러 필터 제조용 글라스(110)는 실드 마스크(shield

mask ; 160) 하부에 위치하고, 상기 실드마스크(160)는 상기 글라스(110)의 상부에 증착되는 크롬 또는 크롬산화물의 증

착범위와 구역을 결정하는 역할을 수행한다.

그러나 도 3에서 (A)부분으로 표시한 실드 마스크 확대 도면인 도 4의 도시와 같이, 실드 마스크(160)의 하부에, 즉 상기

서셉터(120)상에 안착된 글라스(110)는 상기 글라스의 끝단부분(B)이 상기 실드 마스크(160)에 의해 중첩(Overlap)되어

있어, 상기 크롬 또는 크롬산화물의 증착시에 상기 중첩 부분(B)에는 크롬 또는 크롬산화물의 증착이 제대로 되지 않는 단

점이 있다.

상기와 같이 구조적인 결함에서 발생되는 크롬 또는 크롬산화물의 미증착 부분에는 블랙 매트릭스를 형성할 수 없으므로,

상기 글라스(110)의 전체 부분을 액정 패널 제작에 이용할 수 없다는 점에서 비효율적이다 하겠다.
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이러한 단점은 비단 블랙 매트릭스의 형성을 위한 금속막의 증착 시에만 발생하는 것이 아니라, 게이트 전극을 포함하는

게이트 배선 형성 또는 소스 및 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선 형성을 위한 모든 금속막의 증착시나, 화소 전극 또는

공통 전극 형성을 위한 투명 도전막의 증착시에 공통적으로 발생하는 문제라 할 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기 스퍼터 장치 중에서 실드 마스크의 개선을 통한 글라스 상의 금속 성막 효율의 극대화를 이룰 수 있는 실드 마스크 구

조를 제시한다.

상기와 같이 스퍼터에서 블랙 매트릭스, 게이트 배선, 데이터 배선, 화소 전극, 공통 전극 형성을 위한 성막시에 발생되는

글라스의 비성막 부분의 발생을 억제할 수 있는 스퍼터 장치를 제시한다.

상기와 같은 스퍼터를 이용하여 글라스의 효율을 극대화 할 수 있는 액정 표시 장치의 제조 방법을 제시한다.

발명의 구성

상기와 같은 목적을 달성하기 위해, 글라스 상에 블랙 매트릭스를 형성하기 위한 스퍼터 챔버 내에 구성되고 이온이 유동

되는 마스킹 홀을 가진 실드 마스크에 있어서, 상기 실드 마스크의 상기 마스킹 홀과 상기 글라스의 전체 면적이 중첩되면

서, 상기 마스킹 홀의 면적이 상기 글라스의 면적보다 동일하거나 큰 것을 특징으로 하는 블랙매트릭스 형성을 위한 스퍼

터의 실드 마스크를 제공한다.

상기와 같은 목적을 달성하기 위해, 챔버와; 상기 챔버 내부에 배치되며 글라스를 안착하기 위한 서셉터와; 상기 서셉터의

하부에 배치되어 상기 서셉터의 높이를 조절할 수 있는 평반과; 상기 서셉터 상부에 위치하는 타겟과; 상기 타겟의 상부에

위치하는 마그네틱과; 상기 서셉터와 상기 타겟 사이에 위치하며, 상기 서셉터에 안착되는 상기 글라스의 전체 면적과 중

첩되면서, 상기 글라스의 면적보다 동일하거나 큰 마스킹 홀을 갖는 실드 마스크;를 포함하는 스퍼터를 제공한다.

상기와 같은 스퍼터에 있어서, 상기 타겟은 Al, AlNd, Cr, Cu, CrO2, MO, W, Ti, ITO, IZO 중 하나인 것을 특징으로 한다.

상기와 같은 목적을 달성하기 위해, 제 1 기판 상부에 서로 교차하는 게이트 배선 및 데이터 배선을 형성하는 단계와; 상기

게이트 배선 및 상기 데이터 배선에 연결되는 스위칭 소자를 형성하는 단계와; 상기 스위칭 소자에 연결되는 화소 전극을

형성하는 단계와; 제 2 기판 상부에 위치하며, 상기 제 2 기판의 전체 면적과 중첩되면서, 상기 제 2 기판의 면적과 동일하

거나 상기 제 2 기판의 면적보다 큰 마스킹 홀을 갖는 실드 마스크를 포함하는 스퍼터를 이용하여 블랙 매트릭스를 형성하

는 단계와; 상기 블랙 매트릭스 상부에 컬러 필터를 형성하는 단계와; 상기 컬러 필터 상부에 공통 전극을 형성하는 단계

와; 상기 화소 전극과 상기 공통 전극이 대향되도록 상기 제 1 기판 및 상기 제 2 기판을 합착하는 단계와; 상기 제 1 기판

및 상기 제 2 기판 사이에 액정을 주입하는 단계;를 포함하는 액정 표시 장치의 제조 방법을 제공한다.

상기와 같은 액정표시장치의 제조방법에 있어서, 상기 게이트 배선 및 상기 데이터 배선은 상기 제 1 기판의 전체 면적과

중첩되면서, 상기 제 1 기판의 면적과 동일하거나 상기 제 1 기판의 면적보다 큰 마스킹 홀을 갖는 실드 마스크를 포함하는

스퍼터를 이용하여 형성되는 것을 특징으로 한다.

상기와 같은 액정표시장치의 제조 방법에 있어서, 상기 화소 전극은 상기 제 1 기판의 전체 면적과 중첩되면서, 상기 제 1

기판의 면적과 동일하거나 상기 제 1 기판의 면적보다 큰 마스킹 홀을 갖는 실드 마스크를 포함하는 스퍼터를 이용하여 형

성되는 것을 특징으로 한다.

상기와 같은 액정 표시 장치의 제조 방법에 있어서, 상기 공통 전극은 상기 제 2 기판의 전체 면적과 중첩되면서, 상기 제 2

기판의 면적과 동일하거나 상기 제 2 기판의 면적보다 큰 마스킹 홀을 갖는 실드 마스크를 포함하는 스퍼터를 이용하여 형

성되는 것을 특징으로 한다.

이는 상기 실드마스크에 의한 금속막 증착을 통한 글라스의 효용극대화를 위한 스퍼터와 그 실드마스크의 구조이다.

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 대해 설명한다.

도 5는 본 발명에 따른 금속막 증착용 스퍼터의 실드 마스크의 구조를 서셉터(220)상에 안착된 글라스(210)와 대비하여

도시하고 있다.

도 5에 도시한 바와 같이, 본 발명에 따른 실드 마스크(260)와 서셉터(220)에 안착된 글라스(210)는 그 중첩 부분이 없으

며, 상기 도면 부호(C)와 같이 표시한 소정의 이격 간격이 있는 것이 바람직하다.
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상기와 같이 실드 마스크(260)를 개조할 경우 상기 글라스(210)의 전면적에 금속막을 증착할 수 있으며, 이에 따라 하나의

글라스에 형성할 수 있는 액정 표시 장치용 어레이 기판 또는 컬러 필터 기판의 개수를 증가시킬 수 있으므로 글라스의 효

용성을 극대화 할 수 있다.

액정 표시 장치에는 다수의 금속막이 사용되는데, 어레이 기판 상부의 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선, 소스 및 드레

인 전극을 포함하는 데이터 배선과 컬러 필터 기판의 블랙 매트릭스를 그 예로 들 수 있다. 또한, 어레이 기판 상부의 화소

전극이나 컬러 필터 기판의 공통 전극 역시 투명 도전성 물질을 스퍼터를 사용하여 증착하는 것이 일반적이므로 본 발명의

실드 마스크를 적용한 스퍼터를 이용하여 형성할 수 있다.

게이트 배선이나 데이터 배선 물질로는 Al, AlNd, Cr, Cu, Mo, W, Ti 등을 사용할 수 있으며, 블랙 매트릭스 물질로는 Cr,

CrO2 등을 사용할 수 있다. 또한, 화소 전극이나 공통 전극 물질로는 ITO(indium tin oxide), IZO(indium zinc oxide) 등

을 사용할 수 있다.

도 1 및 2에 도시한 액정 표시 장치의 제조에 있어서, 상기와 같이 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선, 소스 및 드레인 전

극을 포함하는 데이터 배선, 화소 전극, 블랙 매트릭스, 공통 전극 형성시 본 발명의 실드 마스크를 적용한 스퍼터를 사용

한다면 글라스의 전부분에 패턴 형성이 가능하므로, 하나의 글라스로부터 더 많은 액정 패널의 형성이 가능하게 되므로 제

조비용을 절감할 수 있게 된다.

특히, 소형 액정 패널의 제작시, 글라스 전부분의 패턴 형성으로 인한 하나의 글라스에 형성 가능한 액정 패널 수의 증가량

은 더욱 커지므로 그 효과가 더욱 크게 나타난다 하겠다.

발명의 효과

상기와 같이 스퍼터의 실드마스크를 개조하여 하부에 위치한 글라스로의 블랙매트릭스 증착 면적을 더욱 확대시킬 경우,

기존에 사용되지 않던 글라스 외곽부분의 사용이 가능해지기 때문에 하나의 글라스에 형성 가능한 액정 패널의 수를 최대

화 할 수 있으므로 제조경비를 절감할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 액정 표시 장치를 도시한 분해 사시도

도 2는 액정 표시 장치를 도시한 개략적인 단면도

도 3은 일반적인 금속성 블랙매트릭스 형성공정에서 사용되는 스퍼터의 간략구조를 도시한 도면

도 4는 도 3의 구조에서 실드마스크 부분을 확대도시한 도면

도 5는 본 발명에 따른 블랙매트릭스 증착용 스퍼터 장치의 실드마스크의 구조를 서셉터 상에 안착된 글라스와 대비하여

도시한 도면

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

110, 210 : 글라스 120, 220 : 서셉터

130, 230 : 평반 140 : 타겟

150 :마그네틱 160, 260 : 실드마스크

도면
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도면1

도면2
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도면3

도면4

도면5

등록특허 10-0686494

- 9 -



专利名称(译) 利用溅射和溅射进行金属膜沉积的液晶显示器的制造方法

公开(公告)号 KR100686494B1 公开(公告)日 2007-02-23

申请号 KR1020020087409 申请日 2002-12-30

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 KIM JEONGROK
김정록
KANG KYUNGKYU
강경규
JEONG JOHANN
정요한
NAM MYUNGWOO
남명우
SHIN JAEDEUK
신재득

发明人 김정록
강경규
정요한
남명우
신재득

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1333 G02F1/1335

CPC分类号 G02F1/133512
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摘要(译)

用途：提供用于沉积金属膜的溅射，以形成由屏蔽罩形成的掩蔽孔的尺
寸，其至少与玻璃的尺寸相同或更大，从而最大化LCD面板的数量。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/cf01a3cb-63d2-4d29-8b74-a74f18760378
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032588937/publication/KR100686494B1?q=KR100686494B1

